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不斉合成に有用なスルホン酸触媒前駆体

特長

• イオン交換樹脂による処理で，キラルなビナフチル 
 スルホン酸 (BINSA)を生成
• BINSAは，不斉アザ -Friedel-Crafts反応や不斉 
 Strecker型反応に適用可能

不斉アザ-Friedel-Crafts反応1)

不斉Strecker型反応2)

SO3K

SO3K

Amberlite IR120 SO3H

SO3HH2O

BINSA

N-Butyldimethylamine  25mL 3,200円 / 500mL 14,200円 [D1506]
Trimethylsilyl Cyanide 25mL 9,500円 / 100mL 28,200円 / 500mL 100,600円 [T0990]
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(R)-BINSA Dipotassium Salt
100mg 34,500円
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利用例

不斉合成に有用なスルホン酸触媒前駆体

特長

• 軸不斉を持つテーラーメード型スルホンアミドの 
 開発に有用
• キラルなスルホンアミドは，不斉アルドール反応
 などの触媒として利用可能

(R)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-disulfonyl Dichloride
200mg 24,900円 / 1g 86,300円

[B4187]

(S)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine 1g 8,700円 [A2473]関連製品

SO2Cl
SO2Cl

SO2Cl

SO2Cl

NH3 (g)

benzene, rt

SO2

SO2

NH

Y. 91%

SO2

SO2

NH

Ar

Ar

Ar = 3,5-(CF3)2C6H3
        3,5-((CF3)2FC)2C6H3

1) 2)

SO2Cl

SO2Cl
+

S

S

O O

O O

N
H2N

Boc

N
H

N
H

H
NH

N

[A2473]

3)

引用文献 1) M. Treskow, J. Neudörfl, R. Giernoth, Eur. J. Org. Chem. 2009, 3693. 
   DOI: https://doi.org/10.1002/ejoc.200900548
 2) P. García-García, F. Lay, P. García-García, C. Rabalakos, B. List, Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 4363.  
  DOI: https://doi.org/10.1002/anie.200901768
 3) S. Ban, D.-M. Du, H. Liu, W. Yang, Eur. J. Org. Chem. 2010, 5160.  
  DOI: https://doi.org/10.1002/ejoc.201000818


